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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基台と、
　機能液を液滴にして吐出する液滴吐出ヘッドと、前記液滴吐出ヘッドを保持するキャリ
ッジと、前記液滴が描画されるワークを保持するステージと、
　レーザ光を出力する光源と、
＿前記液滴吐出ヘッドを覆う保護カバーと、
　を有し、
＿前記レーザ光は、前記ステージに対して平行な方向から前記液滴に照射され、
＿前記保護カバーに前記レーザ光を照射することによって、前記レーザ光の光路を調整す
ることを特徴とする液滴吐出装置。
【請求項２】
　前記基台上に設けられ、前記ワークと前記液滴の着弾位置のアライメントをとるための
第１のカメラと、前記液滴の着弾位置と前記レーザ光のレーザスポットのアライメントを
とるための第２のカメラと、を有することを特徴とする請求項１記載の液滴吐出装置。
【請求項３】
　前記キャリッジ及び前記液滴吐出ヘッドは前記基台に対して位置が固定され、前記ステ
ージが移動して描画を行うことを特徴とする請求項１記載の液滴吐出装置。
【請求項４】
　前記機能液は電気的素子、光学的素子又は電気光学的素子の材料を含み、
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　前記液滴を前記ワーク上に吐出して所定のパターンを描画し、前記液滴に前記レーザ光
を照射することによりパターンを定着させることを特徴とする請求項１記載の液滴吐出装
置。
【請求項５】
　前記機能液は導電性粒子を含み、
　前記液滴を前記ワーク上に吐出して所定のパターンを描画し、前記液滴に前記レーザ光
を照射することにより該液滴を乾燥し前記導電性粒子を焼結させて配線パターンを形成す
ることを特徴とする請求項１記載の液滴吐出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液滴吐出装置に関し、特に、液滴を吐出する描画系と、吐出された液滴にレ
ーザ光を照射する光学系と、を備えた液滴吐出装置に関し、中でも、配線パターンを形成
するための液滴吐出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液滴吐出技術を用いた金属配線のパターニングにおける乾燥及び焼成工程においては、
プロセス時間の短縮、低コスト化又は低エネルギー化等の問題がある。現状は、ホットプ
レートやクリーンオーブンを用いて、乾燥及び焼成を行っているが、プロセス時間が長い
ため、コスト面及びエネルギー面で課題がある。そこで、液滴吐出により金属配線パター
ンを形成した後、レーザを用いて乾燥及び焼成を行うプロセスが提案されている。
【０００３】
　特許文献１には、基板上に、ワーク上に導電性材料を吐出して導電層を描画し、描画さ
れた前記導電層にランプ又はレーザ光により加熱処理を施すインクジェット装置が提案さ
れている。この装置において、導電性材料を吐出するインクジェット処理室と、ランプ又
はレーザ光を照射する照射室とは、別々に設けられている。ワークは、インクジェット処
理室で描画処理を成された後、照射室に搬送され、レーザ光等の照射処理がなされる。
【特許文献１】特開２００４－２４１７７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の装置においては、導電性材料を吐出する描画系と、乾燥又は焼成のためラ
ンプ光やレーザ光を吐出された導電性材料に照射する光学系とが、別々に設けられている
ため、液滴吐出及びレーザ照射に関するパラメータ、例えば、液滴がワークに着弾してか
らレーザが照射されるまでに要する時間などの正確な管理が困難である。また、特許文献
１の装置においては、描画系と光学系が、異なる基準面上にあるため、描画された導電層
と、前記レーザ光の照射スポットとのアラインメントに、手間がかかるという問題点があ
る。また、ワークをインクジェット処理室からレーザ照射室まで搬送するため、搬送時間
がかかるという問題点がある。
【０００５】
　本発明は、液滴吐出及びレーザ照射に関するパラメータの管理が容易であり、液滴をワ
ークに吐出する描画系と、吐出された液滴とレーザスポットの位置合わせを正確かつ迅速
にすることができる液滴吐出装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、基台と、機能液を液滴にして吐出する液滴吐出ヘッドと、前記液滴吐出ヘッ
ドを保持するキャリッジと、前記液滴が描画されるワークを保持するステージと、を備え
る描画系と、レーザ光を出力する光源と、前記光源と前記液滴との間に構成され該液滴に
入射される前記レーザ光が通過する光路と、を備える光学系と、を有し、前記基台上に、
該基台上面を共に基準面として前記描画系と前記光学系が構築されると共に、両系の連携
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制御を介してパターン描画・定着を行うことを特徴とする液滴吐出装置を提供する。
【０００７】
　本発明の液滴吐出装置では、前記光路は、前記ステージに対して上方から前記レーザ光
を前記液滴に入射させる第１の光路を含むことを特徴とする。
【０００８】
　本発明の液滴吐出装置では、前記光路は、前記ステージに対して斜め方向から前記レー
ザ光を前記液滴に入射させる第２の光路を含むことを特徴とする。
【０００９】
　本発明の液滴吐出装置では、前記光路は、前記ステージに対して平行な方向から前記レ
ーザ光を前記液滴に入射させる第３の光路を含むことを特徴とする。
【００１０】
　本発明の液滴吐出装置では、前記液滴吐出ヘッドを前記レーザ光から保護する保護カバ
ーを有し、前記保護カバーの側面は、前記第３の光路の光路調整時にレーザスポット位置
確認用の平面として使用可能である。
【００１１】
　本発明の液滴吐出装置では、前記第１の光路は、ワーク上に着弾した液滴にレーザ光を
照射するために用いることができる。前記第２の光路は、飛行中の液滴又はワーク上に着
弾した液滴にレーザ光を照射するために用いることができる。前記第３の光路は、吐出直
後の液滴、飛行中の液滴又はワーク上に着弾した液滴にレーザ光を照射するために用いる
ことができる。なお、前記光路は、前記基台上、所定の位置に配置された複数のレンズ等
によって構成することができる。
【００１２】
　本発明の液滴吐出装置では、前記基台上に設けられ、前記ワークと前記描画系のアライ
メントをとるための第１の電子カメラと、前記描画系と前記光学系のアライメントをとる
ための第２の電子カメラと、を有する。
【００１３】
　本発明の液滴吐出装置では、描画中、前記キャリッジ及び前記液滴吐出ヘッドは前記基
台に対して位置が固定され、前記ステージが移動して描画を行う。
【００１４】
　本発明の液滴吐出装置では、前記光路を通過したレーザが照射されるエリアは、前記ワ
ークの移動方向に沿って、前記液滴が前記ワークに着弾するエリアの前方に位置する。
【００１５】
　本発明の液滴吐出装置では、前記機能液は電気的素子、光学的素子又は電気光学的素子
の材料を含み、前記装置は、前記液滴を前記ワーク上に吐出して所定のパターンを描画し
、前記液滴に前記レーザ光を照射することによりパターンを定着させて、デバイスを製造
する。
【００１６】
　本発明の液滴吐出装置では、前記機能液は導電性粒子を含み、前記装置は、前記液滴を
前記ワーク上に吐出して所定のパターンを描画し、前記液滴に前記レーザ光を照射するこ
とにより該液滴を乾燥し前記導電性粒子を焼結させて配線パターンを形成する。
【００１７】
前記機能液としては、金属微粒子が溶媒中に分散したものが好適に用いられる。この形態
において、前記レーザ光は、液滴の乾燥のほか、例えば、配線の形成、或いは金属微粒子
の焼結のために、液滴に照射される。なお、電気光学装置とは、電気的作用、光学的作用
又は電気光学的作用を発揮する素子を含むデバイスを指し、例示すると、半導体装置、配
線基板、又は有機ＥＬ、液晶、電界発光、電気泳動等の各種表示装置である。
【００１８】
　本発明の液滴吐出装置は、電気配線、金属配線、有機ＥＬ素子、カラーフィルタ、フォ
トレジスト、マイクロレンズアレイ、エレクトロルミネセンス、又は生体物質等の機能素
子のパターン形成に用いられる。使用される機能液は、例えば、前記パターンを形成する
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ための成分と、当該成分に適合した溶媒と、を含む。
【００１９】
　本発明によれば、描画系と光学系が同一の基準上に設置されていることにより、両系の
連携制御により、描画系と光学系の位置合わせを簡単に確立することができ、これによっ
て、吐出された液滴に、レーザ光を正確に照射することができ、液滴吐出及びレーザ照射
に関するパラメータの管理が容易である。
【００２０】
　また、本発明によれば、液滴にレーザ光を正確に照射することができるため、厳密なタ
イミングで、例えば、液滴が液滴吐出ヘッドから吐出された直後又はワークに被着した直
後、或いは液滴が飛行している最中、液滴にレーザ光を照射し、液滴を乾燥させ、液滴径
や着弾径を小さくすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記基台が防振台であって、防振台の上面を
基準面として、描画系及び光学系が構築される。なお、描画系及び光学系は、公知の定着
手段、例えば、ボルトナット類、チャック類、溶接、接着等の手段を用いて、基台に取り
付けることができる。
【００２２】
　以下、図面を参照して、本発明の一実施例を説明する。
【００２３】
図１は、本発明の一実施例に係る液滴吐出装置の制御構成の概略を説明するためのブロッ
ク図である。
【００２４】
　図１を参照すると、本発明の一実施例に係る液滴吐出装置の基本的な制御構成は、基台
１上に、基台１の上面を共に基準面として液滴吐出ヘッド３１等（図２参照）を含む描画
系３と、第１～第３の光路等（図２参照）を含み吐出された液滴ないしワーク上に着弾し
た液滴（パターン）にレーザ光照射を行う光学系４が構築されると共に、液滴吐出、レー
ザ光照射のタイミング、液滴吐出の位置、レーザ光照射位置の全体的な制御を行い、両系
（描画系３及び光学系４）の連携制御を介してパターン描画・定着を行う制御部６０と、
制御部６０によって制御され、描画系３と光学系４のアライメント、及び描画系３と液滴
が着弾しパターンが描画・定着されるワークＷとのアライメントを確立する撮像系５と、
を備えて構成されている。なお、制御部６０は、マイクロコンピュータから構成すること
ができ、描画系３、光学系４及び撮像系５から、センサ信号、画像信号等を受信し、各種
駆動制御信号を出力して、これらの系を連携制御する。
【００２５】
図２は、本発明の一実施例に係る液滴吐出装置の構成を説明するための外観図である。図
３は、図２の要部正面図である。図２及び図３を参照すると、本発明の一実施例に係る液
滴吐出装置１は、基台２と、描画系３と、光学系４と、撮像系５と、を含んで構成されて
いる。
【００２６】
　基台２は防振台である。基台２上には、描画系３及び光学系４と、さらに撮像系５が、
基台２の上面を基準面として、構築されている。基台２上、図２中左側に描画系３を含む
実験エリア、同右側に光学系４を含むレーザボックスエリアが配置され、実験エリアとレ
ーザボックスエリアは仕切り５５によって区切られて、描画系３の横にアライメント用の
撮像系５が配置されている。
【００２７】
　描画系３は、機能液を液滴Ｄにして吐出する液滴吐出ヘッド３１と、液滴吐出ヘッド３
１を保持するキャリッジ３２と、前記液滴が描画されるワークＷを保持するステージ３ａ
と、を備えている。液滴吐出ヘッド３１は、光学系４が出力するレーザ光から不図示の保
護カバーによって保護される。保護カバーの側面は、後述する平行タイプの第３の光路４
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ｃの光路調整時にレーザスポット位置確認用の平面として使用可能である。
【００２８】
描画時（液滴の連続的な吐出によるパターン形成時）、液滴突出ヘッド３１側の機構及び
光学系４は固定であり、ステージ３ａ側の機構がスキャン軸方向に移動される。ステージ
３ａの移動方向前方に、光学系４が出力するレーザスポットのエリアがある。
【００２９】
　光学系４は、基台（防振台）２の上面を基準面として構築されていることにより、レー
ザ光路を高精度で形成可能であって、駆動される部材、例えば、キャリッジ３２上に構築
する場合に比べて、駆動手段の影響を受けないため、レーザスポット位置が安定する。光
学系４は、レーザ光を出力する光源Ｓと、光源Ｓと液滴Ｄとの間に構成され該液滴に入射
される前記レーザ光が通過する第１～第３の光路４ａ，４ｂ，４ｃと、を備えている。第
１～第３の光路４ａ，４ｂ，４ｃは、任意に選択され、同光路を介して、液滴吐出ヘッド
３１から吐出された液滴に、照射位置や照射角度が調整されてレーザが照射される。
【００３０】
　第１の光路４ａは、液滴吐出ヘッド３１の上空方向の経路をとり、レーザ光をステージ
３ａに対して９０度の角度（90°を基準として角度調整可能）で入射して、液滴に照射す
ることが可能である。
【００３１】
第２の光路４ｂは、レーザ光を、ステージ３ａに対して４５度の角度で（45°を基準とし
て角度調整可能）入射して、液滴に照射することが可能である。第２の光路４ｂによるレ
ーザスポットは、楕円形状となり、レーザ強度の分布状態も変化する。
【００３２】
第３の光路４ｃは、レーザ光を液滴吐出ヘッド３１とステージ３ａとの間を通しステージ
３ａに対して平行に入射して、吐出直後又は飛行中の液滴にレーザ光を照射するために用
いることができる。第３の光路４ｃによるレーザ光は、ビームディフューザ５６で受け止
められる。第３の光路４ｃによれば、液滴が飛行中にレーザ光路を通過することにより、
乾燥プロセスが行われる。この結果、液滴がワークに着弾した後の径がこのプロセスを適
用しない場合に比べて小さくなる。このプロセスを適用することで金属配線の細線化が実
現できる。
【００３３】
第１～第３の光路４ａ，４ｂ，４ｃは、基台２上、所定の位置に配置された反射鏡、レン
ズ、回折格子等のその他の光学素子によって形成することができる。安全上、レーザ光は
、シャッターを介して描画系３の位置する実験エリアに入りこむことが好ましい。また、
光路調整と、乾燥・焼成のためのレーザ光強度判定を行い、インタロックを設けることが
好ましい。レーザスポット径は光学素子の調整で可変でき、形状の変更もでき、スポット
位置もスキャン軸方向（図３中左右方向）に調整可能である。また、スポット位置はフィ
ード軸方向（図３中前後方向）にも調整可能である。
【００３４】
　図４は、図２に示した描画系及び撮像系を説明するための模式図である。図５は、図２
に示した描画系及び光学系を説明するための模式図である。
【００３５】
　図４及び図５を参照すると、図２に示した描画系３は、液滴吐出ヘッド３１側の機構と
、ワークＷを保持するステージ３ａ側の機構とから構成されている。
【００３６】
　液滴吐出ヘッド３１側の機構は、上記した液滴吐出ヘッド３１及びキャリッジ３２に加
えて、キャリッジ用θ方向回転体であるゴニオステージ３３と、ゴニオステージ３３がθ
方向回転自在に取り付けられ、描画前後に手動操作されるキャリッジ用Ｚ軸方向移動体３
４と、移動体３４がＺ軸方向移動自在に取り付けられたキャリッジ用フィード方向移動体
３５と、を備えている。移動体３５は、ブリッジ２ａにフィード方向移動自在に取り付け
られ、ブリッジ２ａは図２に示した基台２上に固定されている。移動体３４は、描画前後
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に手動で操作される。ゴニオステージ３３は、移動体３４に対する取付面前方に仮想の回
転中心をもつステージであって、数種類のヘッド取付プレートと組み合わせて使用するこ
とで、回転調整（0°～90°）が容易である。
【００３７】
　また、液滴吐出ヘッド３１が、キャリッジ３２を介して、ゴニオステージ３３の半径方
向外方に突出して配置されていることにより、レーザの光路を液滴吐出ヘッド３１に極力
近付けて配置する際、装置の占有するエリアにレーザが干渉してしまうことが防止できる
。
【００３８】
　ステージ３ａ側の機構は、下から、フィード軸移動機構、スキャン軸移動機構、θ軸移
動機構から構成されている。詳細には、ステージ３ａ側の機構は、上記したステージ３ａ
に加えて、ステージ用θ方向回転体３ｂと、回転体３ｂがθ方向回転自在に取り付けられ
たステージ用フィード方向移動体３ｃと、移動体３ｃがスキャン方向移動自在に取り付け
られたステージ用スキャン方向移動体３ｄと、を備えている。移動体３ｄは、スキャン方
向移動自在に図２に示した基台２上に取り付けられている。このように、ステージ３ａ側
にフィード軸及びスキャン軸方向に移動可能にすることにより、描画中、液滴吐出ヘッド
３１側を固定することができ、この結果、描画中、機能液の供給流路の位置が不変となり
、液滴吐出ヘッド３１への機能液供給が安定する。
【００３９】
　図２に示した撮像系５は、ワークＷと描画系３のアラインメント、すなわち、液滴着弾
位置とワークのアラインメントをとるための第１のＣＣＤカメラ５１と、第１のＣＣＤカ
メラ５１がＺ軸方向移動自在に取り付けられた第１のＣＣＤカメラ用Ｚ軸方向移動体５２
と、描画系３と光学系４のアラインメント、すなわち、液滴着弾位置と第１ないし第３の
光路４ａ，４ｂ，４ｃを経てワークＷに照射されるレーザ光のレーザスポットＳのアライ
ンメントをとるための第２のＣＣＤカメラ５３と、を備えている。移動体５２は、Ｚ軸方
向移動自在にキャリッジ用フィード方向移動体３５に取り付けられている。
【００４０】
　なお、以上説明した各種回転体及び移動体は、不図示のモータ、直動機構、ウォームア
ンドラック機構などによって、適宜駆動される。
【００４１】
　次に、以上説明した液滴吐出装置による配線パターンの各種形成方法を説明する。
【００４２】
　図６（Ａ）～図６（Ｄ）は、図２に示した液滴吐出装置において第１の光路を用いた配
線パターンの形成方法を説明するための工程図である。この形成方法によると、液滴吐出
ヘッド３１から、金属微粒子が溶媒中に分散された機能液が液滴として吐出され、レーザ
光は、第１の光路４ａを介して、ワークＷの表面に対して垂直方向から入射される。
【００４３】
　図６（Ａ）を参照すると、ステージ３ａ上のワークＷに、液滴吐出ヘッド３１から垂直
方向に液滴Ｄが吐出され、ワークＷ上に着弾する。
【００４４】
　図６（Ｂ）を参照すると、ステージ３ａがスキャン方向に移動されながら、液滴Ｄがワ
ークＷ上に連続的に着弾し、未乾燥及び未焼結のパターンＰが形成される。
【００４５】
　図６（Ｃ）を参照すると、さらに、ステージ３ａがスキャン方向に移動されて、パター
ンＰの一端が第１の光路４ａの直下、すなわち、レーザスポットＳに位置し、レーザ光が
照射される。
【００４６】
　図６（Ｄ）を参照すると、さらに、ステージ３ａがスキャン方向に移動され、パターン
Ｐの一端から他端まで、レーザ光が照射される。これによって、パターンＰは、溶媒が揮
発されて乾燥され、金属微粒子同士が焼結していくことにより完成される。
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【００４７】
　図７（Ａ）及び（Ｂ）は、図２に示した液滴吐出装置において第２の光路を用いた配線
パターンの形成方法を説明するための工程図である。この形成方法によると、液滴吐出ヘ
ッド３１からは、金属微粒子が溶媒中に分散された機能液が液滴として吐出され、レーザ
光は、第２の光路４ｂを介して、ワークＷの表面に対して斜め方向から入射される。
【００４８】
　図７（Ａ）を参照すると、ステージ３ａ上のワークＷに、液滴吐出ヘッド３１から液滴
Ｄが吐出され、ワークＷ上のレーザスポットＳに着弾する。同時に、第２の光路４ｂを介
して、液滴Ｄにレーザ光が照射され、液滴Ｄ中の溶媒が揮発されて乾燥され、金属微粒子
同士が焼結していく。
【００４９】
　図７（Ｂ）を参照すると、ステージ３ａがスキャン方向に移動されながら、液滴Ｄがワ
ークＷ上のレーザスポットＳ上に連続的に着弾し、同時に、第２の光路４ｂを介して、液
滴Ｄにレーザ光が照射され、液滴Ｄ中の溶媒が揮発されて乾燥され、金属微粒子同士が焼
結していき、パターンＰが形成される。
【００５０】
　図８（Ａ）及び（Ｂ）は、図２に示した液滴吐出装置において第３の光路を用いた配線
パターンの形成方法を説明するための工程図である。
【００５１】
　図８（Ａ）を参照すると、レーザ光が、第３の光路４ｃを介して、液滴吐出ヘッド３１
とワークＷとの間に照射されている。液滴吐出ヘッド３１は、レーザ光を横切るように液
滴Ｄを吐出する。液滴Ｄは、その飛行中にレーザ光が照射されることによって、溶媒が蒸
発して液滴径が小さくなった状態でワークＷ上に着弾する。
【００５２】
　図８（Ｂ）を参照すると、ステージ３ａがスキャン方向に移動されることにより、液滴
ＤがワークＷ上に連続的に着弾し、パターンＰが形成される。この方法によれば、空中で
機能液中の溶媒が蒸発するため、より微細なパターンが形成される。
【００５３】
　次に、図２に示した液滴吐出装置において、レーザスポットと液滴吐出ヘッドの位置合
わせ工程を説明する。
【００５４】
　図９（Ａ）及び図９（Ｂ）は、図２に示した液滴吐出装置において、レーザスポットと
液滴吐出ヘッドの位置合わせ工程を説明するための工程図である。
【００５５】
　図９（Ａ）を参照すると、ワークＷとしてガラス基板（素ガラス）をステージ３ａに真
空吸着によりセットする。ステージ３ａをフィード軸方向に移動して、アライメントマー
ク形成位置とキャリッジ３２の位置を合わせる。
【００５６】
　液滴吐出ヘッド３１から数発の液滴を吐出させる。液滴ＤがワークＷに着弾した後、ス
テージ３ａをスキャン軸方向に移動して（この際移動量を把握する）、着弾した液滴をキ
ャリッジ３２の直下から出し、着弾した液滴ＤとレーザスポットＳを共にレーザスポット
Ｓ確認用の第２のＣＣＤカメラ５３の視野内に入れる。この状態で、たとえば、第２の光
路４ｂ等のレーザ光路の調整を行い、液滴Ｄの着弾位置とレーザスポットＳの位置合わせ
を行う。第２のＣＣＤカメラ５３のズーム倍率を変えながら、順に、荒調整、微調整を行
う。以上の工程により、液滴吐出ヘッド３１とレーザスポットＳのアライメントが終了し
、液滴吐出ヘッド３１の任意のノズルから吐出して形成した金属配線にレーザ光を照射す
ることができる。また、レーザ光の制御方法を変更することで様々な照射パターンを実現
することができる。
【００５７】
次に、ワーク（基板）のアライメント工程について説明する。
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【００５８】
　図１０（Ａ）及び図１０（Ｂ）は、図２に示した液滴吐出装置において、ワーク（基板
）のアライメント工程について説明するための工程図である。
【００５９】
　アライメントマーク作製のため、液滴吐出ヘッド３１から数発の液滴Ｄを吐出させる。
レーザ光も同時に照射する。液滴ＤがワークＷに着弾した後、ステージ３ａをスキャン軸
方向に移動し、着弾した液滴ＤをレーザスポットＳに位置させる。レーザが照射された液
滴Ｄは、乾燥・焼成される。以上の工程を繰り返し、アラインメントマークＡをワークＷ
のスキャン方向に２箇所作製する。なお、必要に応じて、アラインメントマークＡの位置
・数量・形状は変更可能である。
【００６０】
　ステージ３ａをフィード軸方向に移動して、作製済みのアライメントマークＡを第１の
ＣＣＤカメラ５１の視野下に入れる。ステージ３ａをスキャン軸方向に移動して、２ヶ所
のアライメントマークＡの形状を第１のＣＣＤカメラ５１で認識させ、マーク形状を登録
する。マーク登録後、通常の基板アライメントが可能になる。例えば、第１～第３のレー
ザ光路４ａ，４ｂ，４ｃを用いた金属配線の乾燥・焼成工程を行った後、ワークＷをステ
ージ３ａから外して、他の場所で作業を行ってから、再度、この液滴吐出装置で追加作業
を行いたい場合でも、ワークＷのアライメントが直ちに可能である。
【００６１】
　次に、図２に示した液滴吐出装置を用いた実験結果を説明する。
【００６２】
　図１１（Ａ）及び図１１（Ｂ）は、図２に示した液滴吐出装置を用いた実験結果を説明
するための図であって、（Ａ）はレーザ照射無しの比較例、（Ｂ）はレーザ照射有りの実
施例の結果を説明するための図である。
【００６３】
　図１１（Ａ）と図１１（Ｂ）を比較すると、レーザ照射により液滴着弾後の濡れ広がり
が抑制されることがわかる。
【００６４】
　図１２（Ａ）及び図１２（Ｂ）は、図２に示した液滴吐出装置を用いた実験結果を説明
するための図であって、（Ａ）は液滴吐出量が多いの場合の金属配線パターンの形成例で
あって、最右のパターンがレーザ照射有りの実施例、その他がレーザ照射無しの比較例で
あり、（Ｂ）は液滴吐出量が小の場合の金属配線パターンの形成例であって、上のパター
ンがレーザ照射有りの実施例、下のパターンがレーザ照射無しの比較例である。
【００６５】
　図１２（Ａ）と図１２（Ｂ）から、レーザ照射によりバルジと断線の発生が抑制される
ことがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
　本発明は、金属配線のパターンニングのほかに、カラーフィルタ、立体造形に用いられ
る熱硬化樹脂又は紫外線硬化樹脂、ＥＬ素子、マイクロレンズアレイ、ＤＮＡ又は蛋白質
などの生体物質のパターニングに適用される。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明の一実施例に係る液滴吐出装置の制御構成の概略を説明するためのブロッ
ク図である。
【図２】本発明の一実施例に係る液滴吐出装置の構成を説明するための外観図である。
【図３】図２の要部正面図である。
【図４】図２に示した描画系及び撮像系を説明するための模式図である。
【図５】図２に示した描画系及び光学系を説明するための模式図である。
【図６】（Ａ）～（Ｄ）は、図２に示した液滴吐出装置において第１の光路を用いた配線



(9) JP 4353145 B2 2009.10.28

10

20

30

40

パターンの形成方法を説明するための工程図である。
【図７】（Ａ）及び（Ｂ）は、図２に示した液滴吐出装置において第２の光路を用いた配
線パターンの形成方法を説明するための工程図である。
【図８】（Ａ）及び（Ｂ）は、図２に示した液滴吐出装置において第３の光路を用いた配
線パターンの形成方法を説明するための工程図である。
【図９】（Ａ）及び（Ｂ）は、図２に示した液滴吐出装置において、アラインメントマー
ク作製工程を説明するための工程図であって、特に、レーザスポットと液滴吐出ヘッドの
位置合わせ工程を説明するための図である。
【図１０】（Ａ）及び（Ｂ）は、図２に示した液滴吐出装置において、アラインメントマ
ーク作製工程を説明するための工程図であって、特に、（Ａ）はワークにアライメントマ
ークを作製する工程を説明する図、（Ｂ）はＣＣＤカメラにアライメントマークを認識さ
せる工程を説明するための図である。
【図１１】（Ａ）及び（Ｂ）は、図２に示した液滴吐出装置を用いた実験結果を説明する
ための図であって、（Ａ）はレーザ照射無しの比較例、（Ｂ）はレーザ照射有りの実施例
の結果を説明するための図である。
【図１２】（Ａ）及び（Ｂ）は、図２に示した液滴吐出装置を用いた実験結果を説明する
ための図であって、（Ａ）は液滴吐出量が多いの場合の金属配線パターンの形成例であっ
て、最右のパターンがレーザ照射有りの実施例、その他がレーザ照射無しの比較例であり
、（Ｂ）は液滴吐出量が小の場合の金属配線パターンの形成例であって、上のパターンが
レーザ照射有りの実施例、下のパターンがレーザ照射無しの比較例である。
【符号の説明】
【００６８】
　１　　液滴吐出装置
　　２　　基台（防振台）
　　２ａ　　ブリッジ
　　３　　描画系
　　４　　光学系
　　４ａ，４ｂ，４ｃ　　第１～第３の光路
５　　撮像系
　３１　　液滴吐出ヘッド
　３２　　キャリッジ
　３３　　キャリッジ用θ方向回転体
　３３　　ゴニオステージ
　３４　　キャリッジ用Ｚ軸方向移動体
　３５　　キャリッジ用フィード方向移動体
　３ａ　　ステージ
　３ｂ　　ステージ用θ方向回転体
　３ｃ　　ステージ用フィード方向移動体
　３ｄ　　ステージ用スキャン方向移動体
　４０　　レーザ光源
　５１　　第１のＣＣＤカメラ（第１の電子カメラ）
　５２　　第１のＣＣＤカメラ用Ｚ軸方向移動体
　５３　　第２のＣＣＤカメラ（第２の電子カメラ）
　５５　　仕切り
５６　　ビームディフューザ
６０　　制御部
　Ｄ　　液滴
　Ｐ　　配線パターン
　Ｓ　　レーザスポット
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